
PCT/EP200 4/ 0 G 8 4 7 8 



OSTERRBICHISCHES PATENTAMT 

A- 1200 Wien, Dresdner Strai^e 87 



Kanzleigebiihr € 13,00 
Schriftengebuhr € 52,00 




Aktenzeichen A 933/2003 



Das Osterreichische Patentamt bestatigt, dass 

die Pirma Eckelt Glas GmbH 
in A-4400 Steyr, Resthofstrafie 18 
(Oberdsterreich), 

am 16. Juni 2003 eine Patentanmeldung betreffend 

**Verfahren und Vorrichtung zum bereichsweisen Entschichten von 

Glasscheiben" , 

liberreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen 
mit der ursprunglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung iiberreichten 
Beschreibung samt Zeichnungen ubereinstimmt. 

Es wurde beantragt, Ing. Helmut Forstner in Ulmerfeld 
(Niederosterreich), als Erfinder zu nennen. 




Osterreichisches Patentamt 
Wien, am 18. Juni 2004 

Der Prasident: 



i. A. 




PRIORITY 
DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 



i 



PAit^iNm^,(i y y 

A-L07lWieu ^ 

AT PATENTSCHRIFT 



W 



C( fj o O o o a c u o G o c o o c 

OC coco O DO I 

O Cj (} o o o o < 

o e n o o o c» ti 

c o o 



B/st f^^nOp'^^ 



(11) Nr. 



(73) 

(54) 

(61) 
(66) 
(62) 
(30) 



Zusatz zu Patent Nr. 



(72) 



Patentinhaber: 



Eckelt Glas GmbH 
Steyr (AT) 



Titel der Anmeldung: 

Verfahren und Vorrichtung zum bereichsweisen Entschichten von Glasscheiben 



Umwandlung von GM 



gesonderte Anmeldung aus (Teilung): 



Prioritat(en): 



Erfinder: Helmut, Forstner, Ing. 
Ulmerfeld (AT) 



(22) (21) Anmeldetag. Aktenzeichen: 
2003 06 16 , 
(60) AbhSngigkeit: 

(42) Beginn der Patentdauer: 
LSngste mdgliche Dauer: 
(45) Ausgabetag: 



(56) Entgegenhaltungen, die fur die Beurteilung der Patentlerbarkeit in Betracht gezogen wurden: 




Die Erfindung betrifft ein Verfahren mit den Merkmalen des ein- 
leitenden Teils von Anspruch 1 und eine und Vorrichtung mit den Merkma- 
len des einleitenden Teils des Anspruches 6. 

Ftir Isolierglas werden auch Glasscheiben verwendet:, die eine Be- 
schichtung, insbesondere eine Metallbeschichtung, tragen, um deren 
DurchlSssigkeit, insbesondere ftir W^rmestrahlen, also im Infrarotbe- 
reich, zu reduzieren und urn den Lichtdurchtritt insgesamt in der ge- 
wunschten Weise zu beeinf lussen . 

Werden beschichtete Glasscheiben ftir Isolierglas verwendet, so 
werden diese so angeordnet, dass ihre beschichtete Seite in das Innere 
des Isolierglases, also zum Luf tzwischenraum hin, weist. Problematisch 
bei Isolierglas mit wenigstens einer beschichteten Glasscheibe ist es, . 
dass die iiblichen Massen ftir den Randverbund (Butylkautschuk und Poly-B 
sulfid als Versiegelungsinasse) auf der Metallbeschichtung schlecht 
haften und die Festigkeit des Randverbundes und die Dif f usionsdichtheit 
nicht iiti gewtinschten AusmaB gewahrleistet ist. 

Ein Problem mit Metallbeschichtungen besteht auch darin, dass 
Metallbeschichtungen unter Umwelteinf Itissen korrodieren konnen. Diese 
Gefahr tritt insbesondere bei Isolierglas auf, das als sogenanntes 
Stufenglas ausgebildet ist, bei dem die Glasscheiben verschieden groli 
sind, so dass wenigstens eine der Glasscheiben von Stufenglas an wenig- 
stens einem Randabschnitt tiber die andere Glasscheibe tibersteht. Eine 
Metallbeschichtung in dem Bereich der einen Glasscheibe, der tiber die 
andere Glasscheibe ubersteht, kann korrodieren und so nicht nur unan- 
sehnlich werden, sondern auch- die Dichtheit des Randverbundes von Iso-i 
lierglas beeintrachtigen. 1 

Um diesem Mangel abzuhelfen, ist es bekannt, die (Metall-) Beschich- 
tung, insbesondere im Randbereich, zu entfernen. Hiezu sind Vorrichtun- 
gen bekannt, mit welchen - (metall-) beschichtete Glasscheiben, wenn sie- 
ftir Isolierglas verwendet werden sollen, wenigstens im Randbereich 
entschichtet werden konnen. Solche Vorrichtungen arbeiten mit ther- 
mischen Einrichtungen (Gasflammen oder Plasma, vgl . DE 34 03 682 C) Oder 
mit mechanischen Einrichtungen, wie Schleif- oder Polierscheiben . Bei- 
spielhaft kann auf die EP 0 517 176 A (=DE 41 18 241 A), die 
DE 43 42 067 A oder die EP 603 152 A verwiesen werden. 

Problematisch beim Entschichten von Glasscheiben, auch wenn dies 
mit Hilfe von Plasma erfolgt, ist es, dass die Breite des entschichteten 
Bereiches nicht ohne welters geandert werden kann, so dass, wenn ein 
breiterer entschichteter Bereich benotigt wird, der zu entschichtende 
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Bereich mehrfach abgefahren werden muss. Durch Verandern der Strahlungs- 
intensitat von Plasma kann die Breite des entschichteten Bereichs blofi 
im Bereich von +/- 3 mm verandert werden. 

Beispielsweise ist es ftir das Herstellen von Isolierglas mit wenig- 
stens einer beschichteten Glasscheibe, bei welchem Isolierglas die 
beiden Glasscheiben unterschiedliche Abmessungen haben (z.B. "Stuf en- 
el emente") , notwendig den Bereich, in dem entschichtet wird, breiter zu 
wahlen als dies bisher mSglich war. 

Problematisch bei den bekannten Verfahren und Vorrichtungen zma 
Entschichten ist auch, dass bei Verwendung nur eines Plasmakopfes der zu 
entschichtende Bereich auch dann mehrfach abgefahren werden muss, wenn 
dieser Bereich ein nicht ganzzahliges Vielfaches, z.B. das Eineinhalbf a- 
che, der fiir das Entschichten wirksamen Breite des Plasmakopfes ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren und eine 
Vorrichtung anzugeben, welche es erlauben, die Breite des Bereiches in 
dem entschichtet wird, einfach auf das jeweils gewtinschte MaB einzustel- 



len 



Gelost wird diese Aufgabe, was das Verfahren anlangt, mit den 
Merkmalen des Verf ahrenshauptanspruches . 

insoweit die Vorrichtung betroffen ist, wird die der Erfindung zu 
Grunde liegende Aufgabe mit den Merkmalen des Vorrichtungshauptanspru- 
ches gelSst. 

Vorteilhafte und bevorzugte Ausgestaltungen des erf indungsgemalien 
Verfahrens und der erf indungsgemajien Vorrichtung sind Gegenstand der 
abhSngigen Unteransprtlche . 

Da bei der Erfindung die Breite des Bereiches, in dem entschichtet 
wxrd, durch VerSndern der Wirkbreite des auf die Glasscheibe gerichteten 
Strahls aus Plasma verandert werden kann, ist es maglich, Glasscheiben 
im Zuge der Vorbereitung derselben ftir die Verwendung in Isolierglas im 
jeweils gewtinschten AusmaB, insbesondere am Rand derselben, zu ent- 
schichten. Es ist also moglich, die Breite des Bereiches der Glasschei- 
be, in dem diese entschichtet wird, zu andern und so in einem Arbeits- 
gang im benotigten AusmalJ zu entschichten. Dabei besteht auch die M6g- 
lichkeit, in unterschiedlichen einer Glasscheibe Randabschnitten unter- 
schiedliche Entschichtungsbreiten zu wahlen. 

Vorteilhaft bei der. Erf indung ist es in einer Ausfuhrungsform, dass 
die Breite des entschichteten Bereiches unabhangig vom Durchmesser des 
fur das Abgeben eines Plasmastrahles verwendeten Plasmakopfes einge- 
stellt werden kann. 



Vorteilhaft bei der Erfindung ist es auch, dass die Taktzeit flir 
die Randentschichtung auch bei breiteren Entschichtungen verkiirzt wird, 
weil es nicht mehr notwendig ist, den zu entschichtenden Bereich mehr- 
fach abzufahren, um die gewUnschte Breite des entschichteten Bereiches 
(Streifens) zu erreichen. 

Wenn bei der Erfindung beim Entschichten mit wenigstens zwei Plas- 
makopfen gearbeitet wird, besteht in einer Ausf tihrungsf orm die vorteil- 
hafte Moglichkeit, die Plasmak5pfe relativ zum Rand der bereichsweise zu 
entschichtenden Glasscheibe so auszurichten, dass einer der Plasmakopfe 
nur teilweise, z.B. nur mit einem Drittel seiner m5glichen Wirkbreite, 
auf die Glasscheibe einwirkt. So kann die Breite des zu entschichtenden 
Bereiches frei gewahlt werden, ohne dass der Rand der Glasscheibe mehr- 
fach abgefahren werden muss. m 

Wenn bei der erf indungsgemaBen Vorrichtung der Trager fur die 
wenigsten zwei Plasmakopfe um eine zur Ebene der zu entschichteten 
Glasscheibe senkrechte Achse verdrehbar ist, kann mit einer solchen 
Vorrichtung eine Glasscheibe ringsum abgefahren und z.B. in ihrem Rand- 
bereich entschichtet werden. Wenn eine stufenlose Verdrehbarkeit der 
Plasmakopfe vorgesehen ist, konnen auch beliebige Konturen (Formen- 
scheiben) abgefahren werden und die Ausrichtung der Reihe der Plasmakop- 
fe wird in vorteilhaf ter Weise stets senkrecht zum Rand der Glasscheibe 
sein. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des erf indungsgemaiien 
Verfahrens und der erf indungsgemaBen Vorrichtung ergeben sich aus der 
nachstehenden Beschreibung einer Ausf tihrungsf orm an Hand der Zeichnun-^ 
gen. Es zeigt: Fig. 1 schematisch und in Schragansicht eine Vorrichtung 
zum Durchfuhren des erf indungsgemSBen Verfahrens und Fig. 2 in ver- 
groBertem MaBstab eine Einzelheit der Vorrichtung von Fig. 1. 

Eine in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung besteht aus einem Grundgestell 
1, in dem eine Stiitzwand 2 befestigt ist. Die Stutzwand 2 kann, wie 
gezeigt, als Luf tkissenwand ausgebildet sein und besitzt hiezu mehrere 
mit Druckluft beauf schlagte Offnungen 3, so dass sich zwischen der 
Stutzwand 2, die beispielsweise mit Filz belegt ist, und einer an ihr 
lehnenden Glasscheibe 4 ein Luftkissen ausbildet. Die Art der Stutzwand 
2 ist nicht wesentiich. Es sind auch Stiitzwande mit Rollen oder Walzen 
Oder beliebigen anderen Gleitflachen denkbar. 

Zum Transportieren der Glasscheibe 4 ist am unteren Rand der Stut- 
zwand 2 eine an sich beliebige Fordervorrichtung 5, wie Forderbander 
Oder Forderrollen, vorgesehen. Zusatzliche Hilf sf orderer , die einen 
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genauen Transport (Pfeil 11) der Glasscheibe 4 untersttitzen, kSnnen 
ebenfalls vorgesehen sein. 

Vor der Sttitzflache 2, die geringfilgig (3 bis 5°) nach hinten 
geneigt ist, ist mit dem Grundgestell 1 starr verbunden ein Balkan 6 
vorgesehen. Eine Tragplatte 7 (Schlitten) ist auf einer nicht gezeigten, 
am Balken 6 angeordneten Ftihrung durch einen nicht gezeigten Antrieb 
entlang des Balkens 6 (Pfeil 14) verfahrbar. 

Die Tragplatte 7 tragt einen Trager 8, an dem im gezeigten Aus- 
fuhrungsbeispiel (Fig. 2) ftinf PlasmakSpfe 10 montiert sind. Der TrSger 
8 fiir die Plasmakopfe 10 kann an der Tragplatte 7 um eine zur Glas- 
scheibe 4 senkrechte Achse verschwenkbar sein. So ist es mbglich, die 
Rexhe aus Plasmakopfen 10 stets senkrecht zum Rand einer im Randbereich 
11 zu entschichtenden Glasscheibe 4 auszurichten, auch wenn die Plasma- 
kopfe 10 entlang des gesamten Umfangs der Glasscheibe 4 bewegt werden. 

Zusatzlich kann der Trager 8 mit den PlasmakOpfen 10 an der Trag- 
platte 7 in deren L^ngsrichtung (Pfeil 12), also in Richtung der Reihe 
aus Plasmakapfen 10, verstellbar montiert sein. Dies hat den Zweck, 
jeweils so viele Plasmakopfe 10 im Bereich der Glasscheibe 4 anzuordnen, 
als der gewtinschten Entschichtungsbreite entspricht. 

Dadurch ist es auch mSglich den Trager 8 mit den PlasmakSpfen lo' so 
auszurichten, dass ein Plasmakopf 10 - der dem Rand der Glasscheibe 4 
zugeordnete - so ausgerichtet wird, dass er nur mit einem Teil seiner 
Wxrkbreite zum Entschichten auf die Glasscheibe einwirkt. So kann ein- 
Bereich entschichtet werden, der eine Breite hat, die nicht gleich einem 
ganzzahligen Vielfachen der Wirkbreite der verwendeten Plasmakopfe 10 
ist, 

2um Verfahren der Tragplatte 7 entlang des Balkens 6 auf den (nicht 
gezexgten) Fuhrungen in Richtung des Pfeiles 14 kann ein elektronisch 
geregelter Motor vorgesehen sein. 

Die Tragplatte 7 kann durch einen Stellmotor in einer Richtung 
(Pfexl 16) senkrecht zur Flache der Glasscheibe 4 und der Sttitzwand 2 
verstellt werden, um die Plasmak6pfe 10 im jeweils richtigen Abstand zur 
Oberflache der Glasscheibe 4 auch in Abhangigkeit von der Dicke der 
Glasscheibe 4, die im Randbereich 11 zu entschichten ist, einzustellen . 

zum Verdrehen (Pfeil 18) des Tragers 8 mit den Plasmakopfen 10 
gegenaber der Halteplatte 7 um eine zur Glasscheibe 4 senkrechte Achse 
1st em Motor mit integriertem Inkrementalgeber vorgesehen (nicht ge- 
zeigt) . 

zum Verschieben des TrSgers 8 mit den Plasmakopfen 10 relativ zur 
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Trageplatte 7 k5nnen beliebige Linearmotoren vorgesehen sein. 
Die soeben beschriebene Vorrichtung arbeitet wie folgt: 
Eine Glasscheibe 4 wird mit ihrer unteren Kante auf der Fbrderein- 
richtung 5 aufstehend und an der SttitzflSche 2 aber das Luftkissen 
abgestatzt in die richtige Position gegentiber den PlasmakSpfen 10 am 
Trager 8 ausgerichtet . Zunachst wird der TrSger 8 mit den PlasmakSpfen 
10 so ausgerichtet, dass die PlasmakSpfe 10 in einer zu einem ersten, 
lotrechten Rand der Glasscheibe 4 senkrechten Reihe ausgerichtet sind 
und die Zahl der PlasmakSpfe 10 der Glasscheibe 4 gegenuberliegend 
angeordnet sind, welche der gewtlnschten Breite der Entschichtung 11 
entspricht (alternativ ist es mOglich, nur so viele der Plasraakopfe 10 
in Betrieb zu nehmen, wie gewunschten Breite der Entschichtung 11 ent-^^ 
spricht) . Dann wird die Tragerplatte 7 zusammen mit dem Trager 8 und der^^^ 
PlasmakSpfen 10 entlang des lotrechten Randes der Glasscheibe 4 nach^^ 
oben bewegt (Pfeil 14), urn den ersten lotrechten Rand der Glasscheibe 4 
zu entschichten (Bereich 11, Fig. 2). Durch Verdrehen des Tragers 8 mit 
den Plasmakopfen 10 urn 90° werden die PlasmakSpfe 10 jetzt so ausge- 
richtet, dass sie in einer zum oberen horizontalen Rand der Glasscheibe 
4 senkrechten Reihe ausgerichtet sind. Dann wird die Glasscheibe 4 
entlang der SttltzflSche 2 bewegt, so dass der obere Rand entschichtet 
wird (alternativ besteht die MSglichkeit, die Glasscheibe festzuhalten 
und den Balken 6, an welchem die Trageplatte 7 und der TrSger 8 an- 
geordnet sind, in horizontaler Richtung entlang der Stutzfiache 2 zu 
bewegen) . Nachdem der obere Rand der Glasscheibe 4 entschichtet worden 
ist, wird der Trager 8 erneut urn 90° verschwenkt und der zweite lotrech^ 
te Rand der Glasscheibe 4 entschichtet, wobei sich der Trager 8 mit deC 
Trageplatte 7 nach unten bewegt. Dabei steht die Glasscheibe 4 still. 

Schlussendlich wird der untere horizontale Rand der Glasscheibe 4 
entschichtet, indem die Glasscheibe 4 gegenilber dem erneut urn 90° ver- 
schwenkten Trager 8 mit den Plasmakopfen 10 bewegt wird. 

Das Entschichten selbst erfolgt durch Hitzeeinwirkung unter dem 
Einfluss des von den Plasmakopfen 10 auf die Glasscheibe 4 gerichteten 
(mehrfachen) Strahls aus Plasma. 

ES ist ersichtlich, dass mit der erf indungsgemaUen Vorrichtung die 
Breite der Entschichtung beliebig gewahlt werden kann, indem die Zahl 
der PlasmakSpfe 10, die bentitzt werden, entsprechend der Breite 11 
gewahlt wird, und/oder die Plasmakopfe 10 durch Linearbewegen des Tra- 
gers 8 so ausgerichtet werden, dass nur die jeweils fiir die gewUnschte 
Entschichtungsbreite benOtigten Plasmakopfe 10 der Glasscheibe 4 gegen- 
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uberliegend angeordnet sind. Dabei ist es auch moglich, an der selben 
Glasscheibe 4 verschiedene Randabschnitte 11 unterschiedlich breit zu 
entschichten. 

Zusainmenfassend kann ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung wie 
folgt dargestellt werden: 

Glasscheiben 4 mit einer (Metall-) Beschichtung werden mit Hilfe von 
auf die beschichtete Seite der Glasscheibe 4 gerichtetem Plasma be- 
reichsweise, insbesondere im Randbereich 11 entschichtet . Die Breite des 
Bereiches 11, in dem entschichtet wird, wird dadurch eingestellt, dass 
von mehreren in einer Reihe nebeneinander angeordneten Plasmakopf en 10 
Plasma in der gewUnschten Breite des Entschichtens auf die Glasscheibe 
gerichtet wird, indem die Plasmakopfe 10 gegenuber der Glasscheibe 4 
entsprechend ausgerichtet werden und/oder die jeweils benotigte Anzahl 
von Plasmakopf en 10 in Betrieb genommen wird. 
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Zusaitimenf assung : 



Glasscheiben (4) mit einer (Metall-) Beschichtung warden mit Hilfe 
von auf die beschichtete Seite der Glasscheibe (4) gerichtetem Plasma 
bereichsweise, insbesondere im Randbereich (11) entschichtet . Die Breite 
des Bereiches (11), in dem entschichtet wird, wird dadurch eingestellt, 
dass von mehreren in einer Reihe nebeneinander angeordneten Plasmakopf en 
(10) Plasma in der gewtinschten Breite des Entschichtens auf die Glas- 
scheibe gerichtet wird, indem die Plasmakopf e (10) gegenUber der Glas- 
scheibe (4) entsprechend ausgerichtet werden und/oder die jeweils beno- 
tigte Anzahl von Plasmakopf en (10) in Betrieb genommen wird. 



(Fig. 2) 
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Eckelt Glas GmbH 
in Steyr (AT) 

Patentansprtiche : 

1. Verfahren zum Entschichten von (metall-) beschichteten 
Glasscheiben im Zuge des Vorbereitens der Glasscheiben ftir das Her- 
stellen von Isolierglas mit Hilfe von Plasma, wobei Plasma auf den zu 
entschichteten Bereich der Glasscheibe gerichtet wird, um die Beschich- 
tung durch Hitzeeinwirkung zu entfernen, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens die Breite des auf die zu entschichtende Glasscheibe ge- 
richteten Plasma entsprechend der Breite des zu entschichtenden Berei- 
ches gewahlt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
Plasma in einer Reihe aus wenigstens zwei einander, vorzugsweise un- 
mattelbar, benachbarten Strahlen auf die Glasscheibe gerichtet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strahlen aus Plasma durch Bewegen der Strahlen aus Plasma 
parallel zur Ebene der zu entschichtenden Glasscheibe und/oder durch 
Bewegen der Glasscheibe entlang des zu entschichtenden Bereiches der 
Glasscheibe bewegt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Reihe aus Strahlen aus Plasma zum Rand der zu entschichtenden 
Glasscheibe normal ausgerichtet und quer zu sich selbst bewegt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Reihe aus Strahlen aus Plasma im Bereich einer Ecke einer zu ent- 
schichtenden Glasscheibe um eine zur Glasscheibe senkrechte Achse ge- 
schwenkt werden. 

6. Vorrichtung zum Ausftihren des Verfahrens nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 5 mit einer Sttitzflache (2) ftir die zu entschichtende 
Glasscheibe (4), mit einem TrSger (8) far eine Plasmaquelle, mit ein4r 
Ernrrchtung (5) zum Bewegen der Glasscheibe (4) und mit einer Einrich- 
tung zum Bewegen des Tragers (8) ftir die Plasmaquelle, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass am TrSger (8) ftir die Plasmaquelle wenigstens zwei Plas- 
makopfe (10) angeordnet sind. 

7 . Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (8) ftir die Plasmakopfe (10) vor der Sttitzflache (2) entlang 
einem im wesentlichen lotrechten Balken (6) durch einen Antrieb verfahr- 
bar ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 



der Balken (6) in der Vorrichtung starr montiert ist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Trager (8) fiir die Plasmakopfe (10) ijiti eine zur Ebene 
der zu entschichtenden Glasscheibe (4) senkrechte Achse (16) verdrehbar 
ist. 

10- Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Trager (8) fur die Plasmak5pfe (10) senkrecht 
zur Ebene der Glasscheibe (4) verstellbar ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (8) fiir die Plasmakopfe (10) an einer an Balken (6) gefiihrten 
Halteplatte (7) verstellbar montiert ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (8) an der Halteplatte (7) um eine zur Ebene der Glasscheibe 
(4) senkrechte Achse verschwenkbar ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekenn' 
zeichnet, dass der Trager (8) an der Halteplatte (7) parallel zur Ebene 
der Glasscheibe (4) linear verstellbar ist. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 13;. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Plasmakopfe (10) an dem Trager (8) in einer 
Reihe nebeneinander angeordnet sind. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (8) an der Halteplatte (7) in Richtung der Reihe nebenein- 
anderliegender Plasmakopfe (10) verstellbar ist. 
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